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摘要(译)

本发明涉及液晶显示技术领域，公开了一种阵列基板及其制作方法、显
示装置及测量方法。所述阵列基板包括暴露在表面的电性连接块，通过
在钝化层中制作钝化层过孔，露出薄膜晶体管的漏电极或像素电极，使
得所述电性连接块填充所述钝化层过孔，与漏电极或像素电极接触设
置，从而在测量TFT电学特性值时，测量设备的Pixel探针可以通过与所
述电性连接块的直接接触，而与漏电极或像素电极电性连接，实现对
TFT电学特性的测量。
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